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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO/TR22335:2007《表面化学分析 深度剖析 用机械轮廓仪栅网

复型法测量溅射速率》。
本标准由全国微束标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准负责起草单位:北京师范大学分析测试中心、清华大学分析中心。
本标准主要起草人:吴正龙、姚文清。
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引  言

  本标准给出了利用俄歇电子能谱(AES)和X射线光电子能谱(XPS)测定深度剖析离子溅射速率的

方法,试样的离子溅射面积范围为0.4mm2~3.0mm2。首先在试样上放置一个合适大小并和试样表

面接触的栅网,通过离子溅射在试样表面上复制一个栅网图形。然后通过机械轮廓仪测量出溅射深度,
假设离子溅射速率恒定,则溅射速率等于溅射深度除以溅射时间。本标准提供了一种将深度剖析中离

子溅射时间转换为溅射深度的方法。
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表面化学分析 深度剖析 用机械轮
廓仪栅网复型法测量溅射速率

1 范围

本标准规定了利用俄歇电子能谱(AES)和X射线光电子能谱(XPS)测定深度剖析离子溅射速率的

方法,试样的离子溅射面积范围为0.4mm2~3.0mm2。本标准只适用于横向均匀的体相材料或单层

材料,其离子溅射速率由溅射深度与溅射时间确定,溅射深度通过机械探针轮廓仪测得。
本标准提供了一种将深度剖析中的离子溅射时间转换为溅射深度的方法,并假设溅射速率恒定。

本方法不是为扫描探针显微系统设计的,因此不能用扫描探针显微系统评价该方法。本方法不适用于

溅射面积小于0.4mm2 的情况,也不适用于溅射诱导的表面粗糙度与被测区域的溅射深度相比较明显

的情况。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
溅射时间 sputteringtime
离子轰击试样表面的时间。

2.2
溅射深度 sputtereddepth
被分析试样原始表面与经深度剖析剥离一定量物质后的表面之间的垂直距离[1]。

2.3
溅射速率 sputteringrate
溅射深度与溅射时间的比值。

2.4
栅网 gridmesh
由一组网孔或筛孔组成的电铸栅网,一般整个栅网的直径为3mm。
注:推荐使用每英寸75孔的栅网[2]。

3 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

d    溅射深度

t 溅射时间

R 离子溅射速率

Rref 参考物质的溅射速率

Rrel 相对于参考物质的被测试样的溅射速率

R1 被测物质1的溅射速率

AES 俄歇电子能谱 (Augerelectronspectroscopy)
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